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１．概要（Summary） 

水素イオン照射による多層薄膜への影響を調査するた

め、容量結合型リモートプラズマ装置内にエネルギーア

ナライザーを設置し、反応容器内の水素イオンの状態観

測を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装置 

【実験方法】 

Fig. 1に示す容量結合型リモートプラズマ装置内にセ

ミオン社製エネルギーアナライザーを設置し、Table 1に

示す上部電極出力(Up)、下部電極出力(Lo)、反応容器

圧力(P)、電極間距離(d)をパラメータとして、水素イオン

エネルギーとフラックスを評価した。 

 

Fig. 1 Schematic of conductively coupled plasma 

processing unit. 

 

Table 1 List of irradiation parameters. 

Test No. Up(W) Lo(W) P(Pa) D(mm) 

1 110 0 2 30 

2 110 10 2 30 

3 110 20 2 30 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2は上部電極出力、反応容器圧力と電極間距離を固

定条件とした下部電極出力依存性を示す。各スペクトル

の高エネルギー側のピークをイオンエネルギー、フラック

スはスペクトル面積と定義し解析結果を Table 2に示す。 

  

Fig. 2 IEDF spectrum for different lower electrode 

power. 

 

Table 2 Summary of ion energy & flux analysis. 

Test No. Ion energy (eV) Flux (ions/cm2・sec) 

1 57.2 6.80×1015 

2 86.0 6.10×1015 

3 130.1 5.53×1015 
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